Ifllllll 



© BUNDESREPUBL1K © Offenl gungsschrift 

DEUTSCHLAND @ 4 | 12967 A1 




DEUTSCHES 
PATENT AMT 



® Akwnreichan: 
@ Anmeldetag: 
® Offenlegungstag: 



P41 12967.3 
20. 4.31 
22. 10. 92 



Int CI «: 

C 07 D 213/89 

C07D 221/02 
C09B 23/01 
C 09 B 23/1 A 
G 03 F 7/028 
C08F 2/50 
//C07D 401/12, , 
405/08,409/12, 
413/12.417/12.621/00 N 



CO 

cn 



(K)Anme)der: 

Hoechst AG, 6230 Frankfurt. DE 



(§) Erfinder: 

Lohaus, Gerhard. Dr., 6233 Kelkhoim. DE; SpleS, 
Walter, Dr., 6110 Dleburg, DE; PawlowsW, Georg. 
Dr.. 6200 Wiesbaden, DE 



Substltuiena 1 -Sulf onyloxy-2-pyridone. Varfahr an zu ihrer Harstalhjng und ihr» Verwendung 

Ea warden VSu!fonyiOjy-2-Pyrtdone der allgemelnen For- 
mol I. 

AS 



fl1 (c*2s 




cn 

C4 



bescbriebon, die cine gute Strahlungsampftndltchkalt Ober 
einen waiton Spektralbamich zalgen und dehor als photook- 
tiva Varblndungen in airahlungsampfmdliehan Gemiechen 
wartvoll Bind. 



ui 



BUNOESDRUCXEREI 09.92 208 043/S79 



23/69 



DE 41 12 967 Al 



Besehreibung 

Die Erfmdung betrifft neue strahlungsempfindliche, in 6-Stellung chromophor substituterie 1-Sulfonyloxy- 
2-pyridone, ein Verfahren zu ihrer Hers tellung und ihre Verwendung, vorzugsweise in emem strahlungscmpRnd- 
lieheoGemisch. 

Die Verwendung von 1-SuUonyloxy-2-pyridonen als Photooxidantten in mahlungsempfindlichen Genuschen, 
die einen Leukofarbstoff enthalten, ist aus der US-A 44 25 424 bekannu In deranigen Gemischen bewirki das 
Photooxidans bci der Bestrahlungen beispielsweise eine Oxidation des Uulcof arbstoff ti der dabei eine intensi- 
ve Farbfinderung cingeht und einen visuellen Komtast zwischen belichteten und unbelichteten Bereichen 
bervorrufL Solche Farbumschttge sind in der Technic beispielsweise bei der Herstellung von Druckformen 
erwunscht, ura nach der Beuchtung bereiu vor der Entyicklung das Kopierergebnis beurteilen zu Wnnen, 

1-Benzolsulfonyloxy- und 1<Toluol-4-sulfony]oxy)-2-pyridon sowie Verfahren zu deren Hcrsiellung sind be» 
kannt (RC Taylor et at ]. Org. Chenv 35. 1672, 1970). Die Sirahlungsemprmdlichkeit dieser Verbindungen 
wurde jedoch nicht erkaom, I 

Sulfonsaureestcr ate SiurebiUner in sirahlungsempfindlic hen Gemischen sind bekannu Beispiele hierfOr sind 
die Sulfonaie von Hydroxymethytbeiizomderivaten (DE-A 19 19 678) oder 2-Nitroben2yteu]fonate (EP-A 
03 30 38$) and Pyrogatlolsulfonaie [T. Ueno et aU Chemical Amplification Positive Resist Systems Using Novel 
Sulfonates as Add Generators, in "Polymers for Microelectronics — Science and Technology", Hrsg. Y.Tabata 
et al, Kodaiuha-Weinheim-New York. 1989, S. 66-67} Derkrugc strahlungsempfindliche Sulfonsaureester sind 
aufgrund ihrer Absorptionseigenschaften besonders fur die frestrahlung roit energiereicher UV2-Strahlung (220 
bis 280 nm) geeignet. wabrend ihre Empfindlichkeit in d< r derzeit in der Technik verwendeten UV3* und 
UV4-Strahlung (350 bis 450 nm) unzureichend fur praktische Anwendung ist 

Verbindungea die in diesem Bereich praxisgerechte Empf indfichkeiten aufweisen, sind aus der EP-A 01 37 452 
bekannt Dabei handelt es sich betspiehwelse urn Trichlornu ihylgruppen enchaUende Verbindungen. die bei der 
Belichtung Chlorradikale und Chlorwasserstoffsauren bildei, die diesen Verbindungen die gewunschten Eigen- 
schaften als Photoinitiatoren oder Photosauregeneratoren vermiueln. Die photolytisch gebildeten Halogenwas- 
serstoffsiuren wirken jedoch siaTk korrodicrend und konner* aus diesem Grund in vielen technischen Bereichen 
nicht eingesetzt werden. 

Aufgabe der Erfmdung war es daher, strahlungsempfindliche Verbindungen bereitzustellen, die insbesondere 
hohe Empfindlichkeiten im Bereich von Strahlung einer Wellenlange zwischen 350 bis 450 nm oder irn sichtba- 
ren Bereich aufweiscn und sich in einfacher Weise hcrstejlen lessen. GleichzeUig war es erwOnscht, dafi die 
erfindungagemaflen Verbindungen auch gegenObcr energk reicher UV-Strahlung. etwa der, die von KrF-Exct- 
racr-Lasern ausgesendet wird. empfindlich smd. Entsprechetid der Aufeabe der Erfmdung soDten dlese Verbin- 
dungen bei der Bestrahrong reakirve, nicht korrodierend wirkende Photoprodukte bilden, so dafl Photoinitiato- 
ren und Photosauregeneratoren berettgestellt werden, die e uch in Verbindung mit leicht korrodierbaren Mate- 
rialien Anwendung find en kflnnen. 

Geiost wird die Aufgabe durch neue strahlungsempfmdlithe chromophor substituierte l-SuKonytoxy-2-pyri- 
don e der aHgemeinen Forme 1 1, 



R 1 — (CR 2 
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worm 

R 1 einen Alky)-. Cydoalkyk Aryh Aralkenyh Heteroaryl- oder Heteroaralkenytrest. 
R 2 Wasserstoff, ChJor. Bronv einen AlkyK CydoalkyK Aryl- oder Heteroarylrest oder 
R 1 und R 2 gerneinsam einen funf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 
R 3 Wassersto ff oder einen Alky Ires u 

R 4 WassemofX Habgen, Nitro, Acylamino. Cyan,Thiocyanato. einen Alkyl-. Alkenyh AlkmyK AryK Aralkyk 

Alkylthio-, Arylthio- oder Cycloalkylthiorest. 

R* Wasserstoff. emen Aikyl- oder Arylrest oder 

R 4 und R 5 zusammen einen flmf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden. 

R* Wasserstoff. Halogen, Nitro, Acylammo. Cyan, Thiocyanato, einen AlkyK AlkenyK AlkoxyalkyK AryK 
Aralkyl-. Alkylthio-, Cycloalkylthio- oder Arylthiorest 

R r einen Afkyl-, Cycloalkyi per- Oder hochfluoriertcn Alkylrest oder einen AryK AryWkyl- oder Heteroarylrest 

oder einen Alkylen- oder Arylenrest, 

m die Zahl 1 oder 2 und 

n eine ganze ZahJ von I bis 3 

bedeuten. 

Von den Verbindungen der allgemeinen Formel I sind solche bevorzugt in denen 
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R 1 ein Alkyl- oder Cydoalkylrest odcr era Arylrest der allgemeinen Formel n 
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ist worin 

R 8 und R* gleich oder verschieden sind und Wasserstoff. einc niederc Alkyl- ©der Arylgnippe darstellen, 
R 10 bis R 14 gleicb oder verschicdcn sind und Wasserstoff. einen Alfcyl-, AlkenyK Alkoxy-, Alkylthio-, Alkansulfo- 
nylrest mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen. einen Cycloalkyloxy-, Cycloalkylthio-, Cydoalkansulfonylrcst am 
bis zu 8 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls am aromatischen Ring substituierien Phenyl-, Styryh Phenoxy-. is 
Phenyithio-, BenzolsulfonyK Phenylalkoxy-, Phenylalkylthio-, Phenylalkansulfonylrest mil bis zu 3 Kohlenstofh 
atemen m der Alkylkette, Hydroxy, Halogen, Trifluoromethyl, Niiro, Cyan, Alkoxycarbonyl. Carbamoyl, das 
gegebenenfalls am Stickstoff durch einen oder zwei ADcylrest(e)t die gegebenenfalls zu emem 5- bis 7gliedngen 
Ring verbunden sind, substituiert ist Sulfamoyl das gegebenenfalls am Stieksioff durch ein oder zwei Alkyl- 
restfe), die gegebenenfalls zu einem 5- bis 7gliedrigen Ring verbunden sind, subsiituiert ist Alkansulfonyloxy. 20 
Arylsulfonyloxy, Acylamino, Alkylamino oder Arylamino bedeuten, oder zwei der Substituenten R !0 bis R 1 , die 
einander benachban sind, emen oder zwei weitcre ankondensiene Ring(e)bilden, und 
o furdieZaWOoderlstehl . 

Daneben sind auch solche Verblndungen der allgemeinen Formel I bevorzugt m denen R 1 ein 5- oder 
6gliedrlger Hetcrocyclus mit bis zu drei Heteroatomen der allgemeinen Formel III » 

RH-i- Het -j-tCR^CRV W 

R» as 

ist Bevorzugte Verbindungcn der allgemeinen Formel I sind schliefllich auch solche. in denen 

R 1 einFerrocenylrestund . « j .... 

R 2 Wasserstoff, Chlor, Rroro, Alkyl-, Cydoaikyi oder ein Rest der allgemeinen Formem II oder III ist oder 

R 1 und R a gemeinsam einen fttnf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden. <o 

R 3 Wasserstoff oder ein Alkylrest 

R« Wasserstoff, Halogen. Niiro. Acylaraino. Cyan. Thiocyanato, ein Alkyl-, Aryl-, Alkylthio-. Arylthio- oder 
Cycloalkylthiorest 

R a Wasserstoff. ein Alky)- oder Arylr est ist oder 

R* und R 5 gemeinsam einen funf- bis achtgliedrigen Ring ausbflden, 45 
R« Wasserstoff. Halogen, Nitro r Acylamino* Cyan, Thiocyanato, cin Alkyl-, Aryl-, Alkylthio-, Arylthio- oder 

Cycloalkylthiorest , . „ . 

R' ein Alkyl-, Cycloalkyl-. oder hochfluorierten Alkylrest oder em Aryl-, Arylalkyk Aryl- oder Heteroaryl- 
rest oder ein Alkylen- oder Arylenresx ist und 

m fllrdieZahl loder2und 50 
n fur einegan2eZahl von Ibis 3 stent. , . 

Besonders bevorzugt sind sokhe Verbindungen der allgemeinen Formel 1. worin R ein Alkylrest nut 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen, ein hoch- oder perfraorierter Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder ein Arylrest der 
allgemeinen Formel IV 

55 

R" R w 
R" R u 

ist worin R 15 bis R* gleich oder verschieden sind und Wasserstoff- oder Halogenatome, die vorzugsweise Fluor, 
Chlor oder Brom sind. Alkylreste mit bis zu 6 KoWenstoffatomen. die unsubstituiert oder dutch Halogenatome, 
vorzugsweise Chlor oder Brom, Aryl- oder Arytoxyresie, substituiert sind und in denen einzelne Methylengrup- 
pen durch Sauerstoff- oder SchweFelatome ersetzt sein konnen und wobei jeweib zwei dieser Reste unter 
Auabildung eines 5- oder 6gliedrigen Rings ver knupft sein kdnnen, Cycloalkylreste mit bis zu B Kohlenstoffato- 



60 
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men, Alkenylreste mit bis zu 6 KohlenstoKatomen, Aryl- oder Aryloxyresxe mil bis zu 10 ICoWenstofiatoroen 
bedeuten und die Gesamtzahl der Kohlenstof Jaiome der Reste R IS bis R IB maxima) 12 betrigt 

Bevorzugt sind ebenfaUs Verbindungen der allgememen Formel L in denen R 7 ein Naphthyl- oder Hetercaryl- 
rest mit bis zu 10 Kohlenswffatomen, ein Alkylenrest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder ein Aryten- oder 
Heteroarylenresi mh bis zu 14 Kohlenstoff women isL 

Ganz besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der allgemeinen Formel I worin 
R 5 , R\R 4 undR 6 emWasserstoffaiom, 
R 5 eineMethylgruppe, 

R T einen MethyK Ethyl-, Trifluormethyk 1,13333-Hexanuorpropyl-, Phenyl-. Tolyl-, 4-FluorphenyK 4-Chlorp- 
henyk 4-Bromphenyl oder 4-Nitrophenylrest und 
m und n jewefls die Zahl I 
bedeuten. 

Iro einzelnen kann onier den besonders bevorzugten Verbindungen der Rest R 7 z. B. die folgende Bedeutung 
h&ben: 

Methyl, Ethyl Propyl Isopropyl Butyl Hexyl Octyl Decyi, Dodeoyl Hexadecyl Octadecyl 10-Camphyl Chlor- 
methyl 2-ChIoretayl 3-Chlorpropyl Dichtormethyl Trichlormethyl Difluormethyl. Trifluormethyl 2,2,2-Tn- 
nuorethyl 333AU-Hexafluorpropyl PerfhiorhcxyLTrimethytsilylmeihyl Methansulfonylrnethyl Phenyl Ben- 
zyl 4-Acctylphenyl 4-AcetyUminophenyl 2% 3- oder 4-Bromphenyl 2-, 3- oder 4-Chlorphenyl, 2-. 3- oder 

4- Fluorphenyl 4-Jodphenyl 2-Cyanphenyl 4-Cyanphenyl 2% 3- oder 4-MethyiphenyL 4-Ethylphenyl 4-Propy)p- 
henyl 4-Isopropylphenyl 4-lsoburylphenyl 4-tert-Butylphenyt, 4-tert-Amylphenyl 4-Hexylphenyl 4-Methox- 
yphenyl 4-Butoxyphenyl 4-Hexadecyloxyphenyl 2% 3- oder 4.Trffluormethy]phenyl 2- oder 4-Trifhiormeihox- 
yphonyl 2-. 3- oder 4-Nitrophenyl 3- oder4-Carboxypheuyl 2-Methoxycarbonylphenyl 4-Tetranuorethoxyphe- 
nyl P-Sryryl 4-Acetylamino^3-chlorphenyl 4~Aoetyiajnino-3-fluorphenyl 33-Bistrinuormeihylphenyl 23-BIs- 
{222- trinuorethoxy)phenyl 23-Dlmetnylphcnyl 2,4-, 23- oder 3,4-Dimetboxyphenyl 2,4-Diisopropylphenyl 

5- Brom-2-methoxyphenyl 2- oder 3-Chlor-4-fluorphenyl 3-CWor-2-methylphenyl 3-ChloM-methoxyphenyl 
2-Chlor-6-methyiphenyl, 2-CMor-4-trifluormeihylphenyl 5-Chlor-2-methoxyphenyl 5-Fluor-2-methylphenyl 
23- oder 3<4-Dibromphenyl 2.3-. 2,4- oder 2,5-. 2,6-, 3,4- oder 33-Dichlorphenyl 2-(2,4-Dichlorphenoxy)phenyL 
4^2-Chlor-6-mtrophenoxy)phenyl 4-{3-a»ior-2-oyanphenoxy)phenyl 2,4- oder 23-Difhiorphenyl 3-Carboxy- 
4-chlorphenyl 4-Ch]ors3-nitrophenyl 2-Meihyl-5*nitrophenyl 4-Chlor-3- oder 2-Chior-S-trinuormethylphenyI, 
4-(2i2-DichlorcydopropyI)phenyl 2/4-Dinitropheuyl 4-Diroethylamino^iutrophenyl2-Nitro^trinuormeihylp- 
henyl 2A6-Trimethylphenyl 2,4,6-THksopropylpbenyl 23.4-, 2,43- oder Z4.6-Trichlorphenyl 4.Chlor-23-dime- 
thylphenyl Z4-Dich!or-S-methy1phenyl 33-DichJor-2-hydroxyphenyl 33-DicJtor-4-(4-mtrophenoxy)phenyl 

4- (2-ChloM-nitrophenoxy>33-Dichlorphenyl 4-Brom-23-dinuorphenyt Z4-Dimethy|-3-nitrophenyl 33-Dini- 
tro-4-metbylphenyl 2333-Tetiamethytphenyl 4-Methoxy-23.6-trimcthylphenyl 23-Dibrom-3.6-dlfluorphenyl 
23.4,53-Pentafluorphenyl 1- oder 2-Naphihyl 5-Diazo-6-oxo-5j6-dihydro-l-naphthyi, 6-Diazo-5-oxo-5.6-dihy- 
dro-t-naphthyU 5-Diazo-6-oxo-5 i 6-dihytb , o-B-naphthyl 5-Diazo-3-methoxy-6-oxo-53-dihydro-B-naphthyl 5-Di- 
Tneihytamino-l-naphthyL 1-Anthraoenyl 2-Anthrachinonyl 8-Chinolinyl 2-Thienyl 5-CWor-2-thienyl 4-Brom- 
23-dichk>r-3-Lhienyi 43-Dibrom-2-thienyl 23-Dichlor-S-thienyl 2-Brom-3-Chlor*5-thienyl 3-Brom-2-chlor- 

5- thienyl 3-Brom-5-ehlor-2-thienyl 23-Dichlor-3-thienyl 2-(2-Pyridyl)-5-thienyl 5-Ch)or- 13-dimethyM-pyrazo- 
ryU3-Dimethy1-4-is©xazoryi, 2^-Dmiethyl-5-thiazo)yJ,2-AceiyIamino-4.methyl*5-thiazoly! oder 
1.4-Butyien, 2-Oxo-13-propy1en 1 1,2- oder 13-Phenyten, 3-Methyl-U-phenylen, 2.43-Trimethyi-13-pheoylen> 
4.4'-Biphenylen, 4,4'-Methy]eiidiphenylen. 4,4'-Oxybipheny)en, 13-Naphthylen. 2-Chlor-33-thienylen, 2-{l-Me- 
thyi^trinuonnethylpyrazol-3-yl)-33-thienylen. 

Im einzelnen kann unier den besonders bevorzugten Verbindungen der Rest R' z, B. die folgende Bedeuiung 
haben: 

Methyl Chlormethyl Brommethyl Ethyl Propyl Isopropyl Buiyl Isobutyl Hexyl Cyclohexyt Octyl Phenyl 
4-AceTylaminophenyi. 4-Acetoxyphenyl 3- oder 4-Benzyloxyphenyl 3-Benzyloxy-4.meihozyphenyl 4-Benzy- 
loxy-3-methoxyphenyl 4-Biphenyl 3^Bis(trifluonnethy1)phenyl 2% 3- oder4-Fluorphenyl 2-. 3- oder 4-Chlorp- 
henyl 2-. 3- oder 4-Bromphenyl 4-Jodphenyl 2-. 3- oder 4-Cyanphenyl 2-, 3- oder 4-Methylphenyl 2-, 3- oder 
4-Ethylphenyl 2% 3- oder 4-Propylphenyl 2-, 3- oder 4-Isopropylphenyl 2-, 3- oder 4-Butylpheoyt, 2-, 3- oder 
4-Isobutylphcnyl 2% 3- oder 4-sec-Butylphenyl 2-, 3- oder 4-tert-Butylphenyl, 2-, 3- oder 4-Peniyiphenyl 2-. 3- 
odeT 4- Hexylphenyl, 2-, 3- oder 4-Cydohexylphenyl 2-, 3- oder 4-Nonyiphenyi oder 2-. 3- oder 4-Dodecylphenyl 

2- . 3- oder 4-Methoxyphenyl 2-, 3- oder 4-Ethoxyphenyl 2-, 3- oder 4-Uopropoxyphenyl. 2-. 3- oder 4-Buiox- 
yphenyl 2% 3- oder 4-Pentoxyphenyl 2- t 3- oder 4-OctyIoxyphenyl oder 2-, 3- oder 4-Decyloxyphenyl 2,3-, 2A~, 
Z6-, 3,4- Oder 3.5-Dhluorphenyl 23-. 2,4-. Z6-. 3.4- oder 33-Dichlorpbenyl 23-. 2/K 2.6% 3,4- oder 33-Dibromphe- 
nyl3-(3/4-Dichlorphenoxy)phenyl 3-(33-Dichlorphenoxy)-phenyl 3-Broro-4-nuorphenyl5-Brom-2,4-dimethox- 
yphenyl 2-Chlor*6-fluorphenyl 2-Chior-5-, 2-Chlor-€-, 4-Ch1ois3- oder 5-CWor-2-nitrophenyl 3-(4-Chlorphe- 
noxy)phenyl 3,4-Bisbenzyloxy-phenyl 23-. 2,4-, 23-, 3,4- oder 33-Dimethoxy-phenyl 23-, 2.4-, 23-, 3.4- oder 
33-Diethoxy-phenyl, 23-, 2A-. 23-, 3.4- oder 33-M>utoxy-pheny! oder 23-, Z4-, 23-. 3,4- oder 33-Dihexyloxy- 
phenyl 2.4-Dimethoxy-3-methy>-phenyl 2-Ethoxy-5-methoxy-phenyl 3-Chlor-4-methyl-phetiyl 2,4- oder 23-Di- 
methyl-phcnyl 2% 3- oder 4-Methoxyethyl-pheiiyl 2-, 3- oder 4-Ethoxyethyl-phenyt, 2-. 3- oder 4-Bntoxyethyl- 
phenyl 2.6-Dinitro-phenyt, 2.4,6-Trimethylphenyl 3,43-Trimethoxy-phenyl 3.43-1>i«hoxy-phenyl 23- oder 
3.4-Methylendioxyphenyl 2- oder 3-Thienyl, 2-KUiorenyl 9-Anthryl 1-Pyrenyl 9-Phenanthryl 5-Brom-2-thicnyl 

3- Methyl-2-thienyl 5-Methyl-2-tWenyl5-rritrofuryl lO-Ch)or-9-anihryi oder Ferrocenyl 

Diese Reste sind besonders deshalb bevorzugt, wci) die ihnen zugrundeliegenden Ausgangsverbindungcn 
komroerziel! erhaltlicb sind. Weiterc Verbiwiungen sind aber auf einf ache Weise nach dem Faohmann geJ&uflgen 
Methoden herstelJbar. 

Die erfindungsgemaflen Verbindungen bilden unter Einwirkung von aktmiscber Strahlung reakuve Zwischen- 
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stuJen, die zur Einlcitung spezieller chemischcr Reaktionen, beispielsweise radikalischer Potymensationen. 
befahigt sind. Die Widen bei ihrcr Bestrahlung jedocb insbesondere organische Siuren, die Reaktionen,, wie 
katiouische Polymerisationen, Vernetzungcn oder SpaUungen saurelabiler Verbindungen katalysteren oder mit 
Basen reagieren konnen, was sich z. B. in etnem Farbumschlag bei Indikaiorfarbstotten auflern kann. 

Die oben aufeefuhnen Verbindungen haben Absorptionsmaxiroa im BereicK zwbchen 200 bis 550 nm und sind 5 
daher fur eine Bestrahlung mit encrgiereicker UV-Strahlung im Bereich der UV2- (220 bis 280 nm), UV3- (300 bis 
350 nm) oder UV4- (350 bis 450 nm) Strahlung sowie mil energierekhem sichtbarcn Licht (450 bis 550 nm) senr 
gut geeignet Sie zeigcn auch bei Bestrahlung mit Strahhing einer Welleniinge < 220 nm hone Aktivitaten; smd 
aber wegen ihrer hohen Absorption in diesem Bereich bevorzugt fur sogenannte Toplayer Imaging 0 Verfahren 
anwendbar. 10 

Gegenstand der Erfmdung ist weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der neuen chromophor subsu'tuierten 
1 -Sulfonyloxy-2-pyridone der allgemeinen Formei I, das anhand des Schemas \ dargestellt ist. 
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Gemftfl diesero Schema wird 

a) ein 6-Halogenomethy)-2-pyron in eme Phosphonium- oder Phosphonoverbindung ilberfflhrt, 

b) diese einer Wittig Reaktion Oder deren Varianten unierworfen, 

c) die erhaltene Verbindung in ein l-Hydroxy-2.pvridon umgewandelt und 

d) mil einern Sulfonsaurehalogenid 2u einem l-Sulfonyloxy-2-pyridon der allgemeinen Forme! I umgo$et2t 

Als SulfonsSurehaJogenid wird ein Sulfonsaurechbrid eingesetzt Die Umsetzung mit dem Sulfonsaurehaloge- 
nid wird zweckmaBig in Gegenwart einer organischcn Base in einem organischen Losemittel bei Temperaturen 
zwischenOund20 o Cdurchgefiihn ^ • 

Dieneuen chromophor substituierten VSulfonyioxy-2-pyridone der allgememen Formel \ lassen m nerausra- 
gender Weise als Photoinuiatoren oder Phoiosiuregeneratoren Kir strahlungsempfindliche Aufzcichnungsma- 
teriahen verwenden. Inr Einsatt in positiv und negativ aTbeiicnden strahlungsemprmdbchen Gemiscben wird in 
den nachstehend beschriebenen Anwendungsbeispielen 1 bis 4 erlltutert; eine detaillienc Beschreibung ihrer 
Verwendungsmogliehkeiten enthalten die gleichmaBtg eingereichten deuischen Paiemanmeldungen P ... und 
P..-(Hoe91/K025undHoc9l/K026. . 

Die nachsiehend beschriebenen Beispiele illustrieren die Erfrodung, sollen aber mcht beschfAnkend wirlcen. Im 
folgenden steht Gt for Gewichtsteile und Vt f Or Volumenteile. die sich zu Gewichtsteilen wie cm 5 zu g verhalten, 

Herstellungsbcispiele 

Die Beispiele I bis 5 (Verbindungen 1 bis 5) verdeuriichen die bevorzugten Methoden zur Heraiclhmg der 
erfindungsgem&Ben chromophor substitutenen l-Sulfonyloxy-2-pyridone der allgemeinen Formel L Dem Fach- 
mann ist ohne weiieres ersichtlich, daft sich diese Herstelhingsmethoden auch auf die Verbindungen 6 bis 109 
anwenden lassen und sich auch durch diese Auswahl noch keine Begrenzung des ETfindungsgedankew ; absach- 
net Anhand der Anwendungsbeispiele 1 bis 4 werden einige rypische Anwendungsm&glumkejten der ■ erfnv 
dungsgemaOen Verbindungen der aUgememen FormeJ I erl&uteru Im ersten HersteJIungsbeispiel wird dabei der 
gesarnteSyntheseweg, von gToBtechnisch zuganglichen Ausgangsprodukten ausgehend, beschnebcn. Ober d»e 
ersten Stufen dieser Synthese wurde von G. Lohaus et aL Chem. Ber, 10a 658, 1967 hereto emgehend benchteL 
Eme grofie ZahJ vereehiedenartig substiiuierter l-Hydroxy*2-pyridone und Methoden zu ihrer Herstellung smd 
in Arzneim. ForschVDrug Res, 31 (II). 8a, 1311 (1981) beachrieben worden. 

Herstellungsbeispiel 1 

1. Stufe; Zu einer Suspension von 532 Gt Aluminiumtrichlorid in 250 Vt Ethylenchlorid und 282 Gt Chlorace- 
tylchbrid wurden bei 50 bis 60* C 230 Gt 3-Metbylcrotonsaure-methylester so zugegeben, daO die Temperatur 
gerade gehalten wurde, Anschbeflend wurde eine Stunde auf 65 bis 70°C erhitzt und auf Eis gegosscn. Die 
wlflrige Phase wurde mil Methyienchlorid extrahiert und die organische Phase rtit Wasscr und gesattigter 
Natriumhyo^ogencarbonatiasujig gewaschetL Nach Trocknung Ober Natriumsulfat wurde fraktioniert destil- 
liertAu5beuie;280Gt(74%) l Sdp,120bisl22°C/5Torr. 

2.Stufe: 382 Gt des vorstehcnd beschriebenen Produkts wurden in einer Mischung aus 10OO vt Eisesag und 
10 Vt konzentrierter Schwefelaaure geiOsi und zurn Sieden erhitzL Qber eine kurze Kolonne wurde die berech- 
nete Menge Methylacctat abdestilliert Anschiicficnd wurde der Eiscssig im Vakuum entferm und der ROckstand 
in Eiswasser gegeben. wobei das Pyron kristallisierte. Zur weiteren Reinigung kann das abgeirennte Produkt bei 
116 bis 117*C/2 Torr destiMert werden. Nach Umkristalhsauon aus Tctrachlorkohlenstoff erhieit man 296 Gt 
6^lormethyM.metrvl-2-pyToruAiisbeuie:93% f Fp.78 0 C 

3. StuFe: 320 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden zusammen mit 540 Gt Triphenylpbosphin 
und 1500 Vt Aoetonitril 8 Stunden zurn RfickiluB erhitzt Die Mischung wurde in Eis gektthli und das ausgefalle- 
ne Produkt abgesaugt Die Mutteriauge wurde eingeengu wobei weiteres Produkt ausfiet das abgesaugt wurde. 
Es wurden 799 Gt (4-Mcthyt-*oxo-6H.pyron- 2-y]methyi>triphenyI-phosphoniumchlond erhalien. 

4. Snrfe: 106 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden zusammen mit 35,5 Gt ^Chlorbenzaldehyd I in 
200 Vt Methanol geiftst. Dazu wurde eine Losung aus 6 Gt Natrium in 150 Vt Methanol gegossen, wobei sich die 
Mischung vorflbergehend rot farbte und stark exotherm reagierte. Es wurde 6 Stunden bei Raumtemperatur 
gerQhrl, auf -25° C gekuhh und das ausgcfallene Produkt abgesaugt Dieses wurde mit gekOhltem Methanol 
gewaschen. mit Wasser verrUhrt und einem abgesaugt. Es wurden 26 Gt 6-(4-Chlor-styryl)-4.metrryl-2'pyron 
erhaJtetu das aus Acetonitril umkristalUsiert werden kann. Fp. 144* C m 

5. Stufe: 22,5 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden mit 9 Gt Hydroxy lammbydrochJond und 
110 Gt 2-Aminopyridin auf etwa 70° C erwarmt Die Mischung wurde 72 Stunden bei dieser Temperatur 
belassea wobei nach 3, 18, 30 und 42 Stunden jeweils 33 Gt Hydroxylaminhydrochlorid nachdosiert wurden. Die 
erkaltete Mischung wurde in Methyienchlorid aufgenommen und mit verdflnnter Salzslure und Wasser gewa- 
schen. Die organische Phase wurde in einer Ldsung aus 10 Gt Natrlumhydroxid in 700 Vt enfcionisiertem Wasser 
aufgeruhrt, das entstandene Natrramsalz abfiliriert und in 600 Vt heifiem Wasser geldst. Durch Zugabe von 
Eisessig wurde die w40rige Losung auf pH 5 eingesteUt und abgekQhlt Das dabei kristallisiererwie Rohprodukt 
wurde abgenutscht und getrocknet Es wurden lSGt eines Rohprodukts mit einem Schmelzpunkt von 195 C 
erhalten. das aus Methyienchlorid umkristallisiert wurde. Es wurden geJbliche Krisulle [6-(4-Chlor-styryl)-l-hy- 
droxy-4-methy1-2-pyridon] mit einem Schmelzpunkt von 205*C erhalten. 

Analyse (261,70): 
bcr.: 
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C 64.25%. H 4.62%, N 535%, 
gef.: 

C 64.2%, H 4,6%, N 5,4%. 
6. Stufe: Zu einer L&sung aus 4 Gt des vorstehend beschriobenen Produkts und 20 Gt Methansulfonylchlor id 

5 in 50 Vt Methyienchlorid wurden 1.85 Gt Tricthylamin bei 10 9 C in 20 Vt Mcthylenchlorid zugetropft Die 
Losung wurde 24 Stunden bei Raumtemperatur nachgertlhrt mit Wasser ausgeschutteit und das Ldsemittel 
abrotiert Das kristalline Produkt wurde getrocknet, auf cine Silicagelsaule gegeben und rait Methyienchlorid 
ehriert Die vercinigten Produktfraktionen ergaben nach Einengen 4.2 Gt 6^4-CWor«styryl)M-methansolfony- 
loxy-4-methyI-2"pyridon mit einero Zersetzungsprodukt von 190°. Einc Probe wurde aus Acetonitri) umkristalli- 

io siert und ergab ein Produkt mit einem Zersetzungspunkt von 193* C 
Analyse (339,77): 
ber.: 

C 53,02%, H 4,15%. N 4.12%. 

gef.: 

,5 C S2.7%, H 4,4%, N 4.2%. 

Herstellungsbeispiel 2 

1. Stufe: Zu 793 Gt 6-ChlormcthyM-raethy}-2-pyron (s. Herstellungsbeispiel I, Z Stufe) wurden unter Riihren 
20 in einer DestilUtionsapparatur bei 100°Clangsam 108 Gt Triethylphosphit zugetropfL Dabei destilherte Ethyl- 

chlorid in die Vorlage liber. Nacndem die EthylcMorid-Abspaltung schwflcher wurde, wurde die Badtemperatur 
langsam auf 130° C erheht und etwa 6 Stunden bei dieser Temperatur nachgerQhrt Nach Ablauf wurden weitere 
320 Gt 6-Chlormethy»-4-methyl-2-pyron zur Mischun* hinzugefugt und langsan 432 Gt Trieihyiphojphit bei 
einer Badtemperatur von 140° C zugetropft Es wurde enveui 9 Stunden bei dieser Teraperalur nachgeruhrt. 
2j Nach dem Abkfihlen wurden daon anschlieBend flQchuge Bestandteile der Mischung bei 70*C im Olpumpenva- 
kuuro etwa 3 Stunden abdestilliert Es verblieben 610Gt 6-Diethoxyphc^orylmethyl-4-methyl-2-pyron als 
zaher RQckstand, der nach einiger Zeit zu kristaliisieren begann. 

2. Stufe: Zu emer Mischung aus 453 Gt Benzophenon, 65 Gt der vorstehend beschriebenen Verbindung und 
200 Vt U-Dimethoxyethan wurde unter Inertgas und intensivero RQhren 7.75 Gt Natriumhydrid (80% Suspen- 

30 sion) zugegeben und die Mischung 24 Stunden be) 70*C gerOhrt Das Gemisch wurde in Methyienchlorid 
aufgenommen. mebrmals mit Wasser gewaschen, getrooknet und am Rotationsverdampfer eingeengt Man 
erhielt 743 Gt ernes aus zwei Komponentcn bestehenden Rohprodukts, das Qber eine Kieselgelsfcule mit 
Methyienchlorid als Laufmiitel aufgetrennt wurde. Die Fraktionen. die das Produkt mit der hOheren Retentions* 
zett enthielten, wurden vereint und eingeengt Man erhielt 55 Gt kristallines 6-(2^-Diphenyl-viny1).4-meihyl- 

as 2-pyron, das aus Hexan umkristallisiert werden kann. 

3. Stu/e: 20 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden mit 5,6 Gt Hydroxylaminhydrochlorid und 
80 Gt Aminopyridin auf etwa 75* C erwarmt. Die Mischung wurde 58 Stunden bei dieser Temperatur beiassen, 
wobei nach 6. 22 und 32 Stunden jeweils 23 Gt Hydroxylaminhydrochlorid nachdosiert wurden. Die erkahete 
Mischung wurde in Methyienchlorid aufgenommen und mit verdfinnter Salzsiure und Wasser gewaschen. 

40 getrocknet und eingeengt. Der mit 22 Gt anfallende RQckstand wurde aus Acetonitri] umkristaltisien. Es wurden 
14 Gt eines gelben Produkts [6^2i-Diphenylvinyl-l-hydrozy-4-mcthyl-2-pyridon] mil einem Schmelzpunkt von 
169°Cerhalten. 
Analyse (303,26): 
ber.: 

«S C 79,18%, H 5^5%, N 4,62%. 
gef.: 

C 79,0%, H 53%, N 43%. 

4. Stole: Zu einer Lfisung aus 8 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts und 33 Gt Methansulfonylchlorid 
in 70 Vt Methyienchlorid wurden bei 5 bis 10°C 3 Gt Triethylamin in 20 Vt Methyienchlorid zugetropft. Die 

so Mischung wurde 24 Stunden bei Raumtemperaiur nachgerOhrt, mit Wasser ausgeschutteit und das Losemittel 
abrotiert Der etwa 12. Gt betragende viskose Ruckstand kristalhsierte beim Stehenlassen und wies emen 
Schmelzpunkt von etwa 130°Cauf.Das Rohprodukt wurde Qber eine Silicagelsaule mit Methyienchlorid eiuiert 
Die vereinigten Produktfraktionea ergaben nach Einengen 8,2 Gt 6-(2>Diphenyl-vinyl)-l-methansulfonyloxy- 
4-methyl-2-pyridon mit einem Schmelzpunkt von 140"C 

as Analyse (381,44): 
ber.: 

C 66,12%. H 5.02%, N 3,67%, 
gef.: 

C 65,7%, H 5.1%. N 3.4%. 

60 

Herstellungsbeispiel 3 

Stufe I: 85 Gt (4-MethyW^o-6H-pyron-2-ylrneutyl^ (s. Hemellungsbebpiel 

l t 3. Stufe) und 41,2 Gl Anthracen-9-carbaldehyd wurden in 200 Vt Methanol dispergiert Dazu wurde unter 
65 Rflhren ziemlich rasch eine Losung von 5 Gt Natrium in 1 00 Vt Methanol zugegeben, wobei sich die Mischung 
erwarmte. Es wurde 1 Siunde bei etwa 50°C anschlieflend 72 Stunden bei Raumtemperatur weitergerQha 
anschlieDend auf -25°C abgekfihlt und das ausgefallene Produkt abgesaugt Das Produkt wurde mit Methanol 
gewaschen. dann mit Wasser verruhrt und emeut abgesaugt Es wurden 52 Gt 6-(2-Anthracen-9-yl-vinyl)-4-me- 
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thyl-2-pyron mit einem Schmdzpunkt von etwa 200°C erhalten. das aus Acetonitril umkristallisieri emen 
Schmei2punktvon20a e Cauhvies» . . . , OA - 

Stufe 2: 20 Gt des vorstehend beschriebenen Pyrons wurden mil 5.6 Gi HydroxylaminhydrocWond und 80 Qi 
2-Aminopyridm auf 70 g C erwarmt- Die Mischung wurde 72 Stunden bei dieser Temperatur bclassen, wobei nach 
7, 23 und 32 Stunden jeweils 23 Gi Hydroxylaminhydrochlorid nachdosiert wurden. Die erkaltete Mischung 5 
wurde in Methylenchlorid aufgenoxnmen und mit verdQnmer Salzsaure und Wasser gewaschen. Dabei fiel em 
Teil des Produkts aus. Die organischc Phase wurde am Routionsverdampfer eingeengt Der Rttckstand wurde 
aus Dimethylforraamid (DMF) umkristalUsiert Die erhaltenen Kristalle wurden zusammen mit dem ausgefalle- 
nen Produkt erneut aus DMF umkristallisiert und mit Methanol gewaschen, Man erhielt 12,6 Gi eines analysen- 
reinen orangefarbenen Pulvers t^-Anthracen-^yl-vmyiy-t-hydroxy-A-methyi^-pyridonldas einen Schmelz- to 
punkt > 260° C aufwies. 
Analyse (327,39): 
ber.: 

C 80,71%, H 5,24*0. NT 4,28%, 
get: 

C 803%, H 5,4%, 14 4,3%. 

3l Siufe: 43 Gt dex vorstehend beschriebenen Verbindung und 133 Gt MethansulfonyJchlond wurden in 50 vt 
Methylenchlorid gelost und auf 5°C gektihlt Dazu wurde eine Mischung von 1.6 Gt Triethylamm in 20 Vt 
Methylenchlorid langsam zugetropft. Es wurde 3 Tage bei Raumtemperatur nachgerOhrt Die organische Phase 
wurde mit Wasser gewaschen. getrocknei und das Losemittel am Rotatlonsverdampfer abgezogen. Der Ruck- 20 
stand wurde erneut in Methylenchlorid aufgenommen und Qber einc Kieselgelsaule mit Methylenchlorid als 
Laufmitiel eluiert Die deutlich erkennbare Hauptfrakrion wurde gesammeit. vom LosemitteJ befrert und das 
verbliebene schaumartige Produkt mit warmen Diisopropylether verruhrt, Nach Trocknung wurden 13 Gt 
6-(2-An«MCcn^-yVvinyl).l-methansultMylOKy-4-methyl-2-pyridon erhalten, das sich bei einer Temperatur von 
1 80 a C unter Verpuff ung zersetzte. 25 
Analyse (405,48): 
bar.: 

C 68,13%. H 4.72%, N 3.46%, 

get: 

C 66,1%. H 43%, N 3.3%, 3 ° 

Herstellungsbeispiel 4 

Stufe 1: 26 Gt 6-Diethoxyphosphorylmetby!-4-methyl-2-pyron (s. Herstellungsbeispiel 2. J. Stufe) und 17,4 Gt 
4-TrifluotTnethylbenzaldehyd wurden in 80 Vt 13-Dimethoxyethan ge!6st Unter Stickstoff wurden dann por- as 
tipnsweise 3£ Gt einer 80% Natriumhydrid- Dispersion derort rugefilgt daB sich die Reakrionsmisehunp rocht 
Qber 50»C erwarmte. Sie wurde 18 Stunden bei dieser Temperatur nacngeruhrt und nach dem Abkuhlen mit 
Methylenchlorid verdOnnt Die Losuag wurde mehrmata mil Wasser gewaschen, getrocknet und eingeengt. Es 
verblieben 26,9 Gt ernes kristallinen Pulvers. das flbcr eine Kieselgelsaule mit Methylenchlorid als UurmmeJ 
eluien wurde. Aus der Hauptrraktion wurden nach Emengen 183 Gt eines Pulvers vom Sehmetepunkt 1S5 C 40 
erhalten, das sich als das gewunschte anarysenreine 4-Methyl^4-trinuonnemyl-styr7l)-2-pyTon erwies. 

Stufe 2: 15 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts, 45 Gt Imidazol, 5 Gt N-Methylpyrrobdon und 5.6 Gt 
Hydroxylamm-hydrochlorid wurden unter Rfihren 55 Stunden auf 75°C erwarmL Nach 8, 24 und 32 Stunden 
Reaktionszeit wurden je 23 Gt Hydroxylamin-hydrochlorid nachdosiert. Die erkaltete Mischung wurde in 
Methylenchlorid aufgenommen, mit Wasser gewaschen. getrocknet und eingeengt Es wurden 14,6 Gt ernes 45 
Robprodukts erhalten, das aus Ethylenglykolmonomethylether umkristallisiert wurde, Das auskristallisierte 
l-Hyd^y-4-mewyl-6-(4-trinuoromethyl-styryl r 2-pyTid^ wies einen Sohmelzpunkt von 230°C auf. 
Analyse (295,28): 

C 61,02%. H 4.10%, F 1930%. N 4,74%, 50 
gef.: 

Stufe 3: 13 Gt der vorstehend beschriebenen Verbindung und 13 Gi ^Brombenzolsulfonylchlorid wurden in 
40 Vt Methylenchlorid gel6st und auf 5*C gekUhlL Dazu wurde eine Mischung von 1,0 Gt Tnethylamin in 5 Vt 
Methylenchlorid langsam zugetropft. Es wurde 66 Stunden bei Raumtemperatur nachgertihrt Die organische 55 
Phase wurde mat Wasser gewaschen, getrocknet und das Losemittel am Rotatioosverdampfer abgezogen. Der 
Ruckstand (3,2 Gt) wurde erneut m Methylenchlorid aufgenommen und liber eine Kieselgelsaule mit Methylen- 
chlorid/Methanol (99/1) als Laufmittel eluiert Die deutlich erkennbare Hauptfraktion wurde gesammeit vom 
Losemittel befreit und das verbliebene schaumartige Produkt mit warmen Diisopropylether verruhrt, wobei 
Kristallisation des Produkts eintrat Nach Trocknung wurden XI Gt l-(4-Brom-benzolsulfonyloxyH-memy^ eo 
6<4.trinuormeu^l-styryi)-2-pyridoa das bei einer Temperatur von IS& C schmolz. erhalten. 
Analyse (5H33): 
berj 

C 49,04%. H 234%, N 2,72%. F 11,08%, 
gef.; 

C 48.6%, H 3,1%. N 2,7%. 
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Hersieliungsbeispie) 5 

Siufe i: 32.5 Gt 6-Diethoacypho$phorylroethyl-4.meihyi-2-pyron (s. Herstellungsbeispiel 2. 1. Stufe) und 30 Gt 
4.{4-Chlorphenylmercapto)benzildehyd wurden m 120 Vt Methanol dispergiert Umer Siickstoff wurde cine 
s Losung aus 3,1 Gt Natrium in 120 Vt Methanol zugetropft, wobei die Mischung exotherm reagierte und nach 
kurxaertiger Ausbildung ciner klaren Losung tine volurainose Ausfallung enmand. Das Gemisch wurde 22 
Stunden bei Raumtemperatur nachgerChrt, mit Eis gekuhlt und abgesaugL Dcr prafctisch analysenreine Rtlck- 
stand wurde mit vorgekuhhcm Methanol gewaschen und getrocknet £$ wurden 35 Gt des 6-[4-(4-Chlor phenyl- 
raercapto)styryl>4«raethyl-2-pyron erhalten, das bei 1 64 B C schraolz. 
io Stufe 2: 20 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts. 60 Gt 2-Aminopyridm und 5.6 Gt Hydroxylamin-hy- 
drochlorid wurden untcr Ruhren 83 Stunden auf 75° C erwanm. Nach 1B. 27 und 34 Stunden Reaktionszeit 
wurden je 2J Gt Hydroxylamin-hydrochlorid nachdostert Die erkaltete Mischung wurde in Methylenchlofid 
aufgenommen und mit verdflnnter SaJzsiure und Wasser gewaschen, getrocknet und eingeengi Es wurden 
21,8 Gt eines Rohprodukts erhalten. das aus Ethylenglykolmonomethyletherumkristallisiert wurde. Das auskri- 
15 stallisiene 6^4K4<^k>r-phenylmercapio)nv^^ wies einen Schmelzpunkt von 

210°Cauf. 
Analyse (369,88): 
ber.: 

C 6435%. H 436%. CI 9*8%. N 3,79%. 
20 gei: 

C 65.1%. H 4,5%. 

Stufe 3: 3,45 Gt der vorstehend beschriebenen Verbindung und 2.15 Gt 4-Fluorb«uolsulfony)chlorid wurden 
in 40 Vt Methylenchlorid geldst und auf 5*C gekQhlu Dazu wurde eine Mischung von 13 Gt Trieihylarain in 
10 Vt Methylenchlorid langsam zugetropfi Es wurde 66 Stunden bei Raumtemperatur nachgerUhrt. Die organ'*- 
25 ache Phase wurde mit Wasser gewaschen, getrooknec und das Losemittel am Rotationsverdarnpfer abgezogen. 
Der viskose ROckstand (5,1 Gt) wurde erneut in Methylenchlorid aufgenomrocn und Qber eine ICieselgelsaule 
mit Methylenchlorid/Methanol (99/1) als Laufmhtel eluiea Die deutlich eTkennbare Hauptfraktion wurde 
gesammeit vom Losemittel befreit und das verbliebene schaumaftige Produkt mit warmen Diisopropyleiher 
verrohrt, wobei Mikrokristallisation des Produkts eintraL Das Produkt wurde aus Acetonitril umkristallisien. 
30 Nach Ttocknung wurden 2,0 Gt an 6^4-(4<Morphenyimereapto>-s^ 
thy)-2-pyridon erhalten, das bei einer Tempera tur von 150° C scbmolz. 
Analyse (528,03): 
ber.: 

C 59.14%. H 3.63%, N 2,65%. F 3.60%. 

35 g«/.: 

C 59,2%, H 3,7%, N 2,6%. 

Verbindungen 6 bis 109 

40 Nachstehend sind weitere erfindungsgemaBe Verbindungen aufgeftthrt, die entsprechend den vorstehend 
beschriebenen HersteOungsbeispielen darstellbar sind: 

6) 6^4-Ruoi^tyryl)-l-meihansulfonyloxy«4-methyI-2-pyridon 

7) l-Beiizolsulfonyloxy^-raemyl-6-slyry1"2-pyridon * 
S) 6^3/4-Dimetho^-styi7l)-l-eihansulfonyloxy^methyl-2-pyridon 

♦5 9) 6-(4-Methoxy-styryl)-4-methyM ^4-nitro-ben2olsulfonyloxy)-2-pyridon 

10) 6H4-C^n.styryl)-4-methyl-l«trinuormemansul?onyO-2-pyridon 

1 1 ) 6-(3-Ben2yloxy-siyryl)-l "<4-chlor-benrolsulfonyloxy)-4-methyl-2-pyridon 

12) 1 -Butansulfonylo3ty-6-<3,4-dichlor-slyry l)-4-methy|.2-pyridon 

13) 1 -(4^h)o!^-nitro-ben2»lsu1fon^ 
so 14) ^(4-B^om-ben2olsulfonyloxy>■6^•chlor^methyl-styryl)-4-methyl•2■pyTidon 

15) S-(4-Beri2yloxy^-methoxy-sryryl>H4-cWor-beji2olsulfo 

16) Msopropansulfonyioxy-6^4-phenyl-bura43-d^ 

1 7) 4-Methyl-6^2-naphthaun-l-yl-vm^l-(3-nitrobenzolsiilf onyloxy>2-pyridon 
! 18) 6-[4-(2-Ethoxy-ethoKY>styryl> 1 -methansulfonyioxy^memyl-2-pyridon 

! m 19) 6.(2/i-Dimethoxy^merayl-$tyrylM^ 

20) 4-Methy)-6-styry U -trichlormethansulf onyloxy-2-pyridon 

21) 4-Methyl-6-(2-naphth*lm-2-yl-vinyl)-H 

22) 4-Cydohexyl-l-meThansuIrojiylaxy-6^ 

23) 3<^an-6<3C4-dimethoxy-sryryl)-4-meihy»- t^toluoM-sulrorryloxy)-2-pyridon 
60 24) 6^2-(4M^or-phejryl)-pror^^yl)M-m^ 

25) 6<3-Chk>M-me*oxy-styryl)-l -{4-nitro-benzolsulfony!oxy)-4-pheny]-2-pyridon 

26) 4-Btn>1^3,4Hiimemcocy-$tyry1)-1^4-^^ 

27) 6^2,2~Bis^4-methoxy-pbxn^viny^ 
I 2B) 6^2-Ajithracen-9-yl«virryl)4-m 

65 29) l-Benrolsulfooyioxy-5^tor^ethyl-6-(4-meihoxy^tyryl)-2-pyridon 
! 30) 4-Methyl-3-nitro-6-(2-thiophen-2-yl-vinyl)-l -{toJuol-4-suHonyloxy)-2-pyridon 

31) 3-ButylmercaptM-methansultenyloxy-6-(4-m 

32) 3^-Dibrom-4-mechyl-6-(3-methyl-styryl)-l -(toluol-4.sulfonyloxy)-2-pyridon 
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33) l.Ethaiuulfonyloxy-3-methcaymetbyM-metty 

34) 3£.Dic^lor.6-[2^raethoxy-naph^^ 

35) 1 -Methansulf onyloxy ■4-methyl-6-(4-phenyl-sty ryl)-2-pyridon 

36) 1 -Benzolsulf onyloxy-3-brom-6{4^4-chlor-phenoxy)-siyry l)-4-methyl-2-pyridon 

37) 6{4-(4-Chlor-phenylmflrcapto)-s 

38) 6{4-(4-Chtor-ben2yloxy)-styryl}H4-w 

39) 6<4.Chlor*3«irifliM>rmeihyl-siyry!>^ 

40) 1-Ben2obulfonyloxy-6-(4^imet^amino-styTyIH-methyl-2-pyridon 

41) 6-(4-Allyloxy-styryI>I-methansuHonyloxy-4-mcthyl-2-pyridoT\ 

42) 6.(3,5-DicWoM-hcxyloxy-styTy)H-methyl- 1 -propansulf onyioxy-2-pyridon 

43) 4-M«hyl-6-(2-pheny)-2<yclohcxyl-vinyl>- l<totooM-sulfonyloxy>2-pyridon 

44) 1^4-Methoxy-ben*olsuIfonyloxy)^ineW 

45) 3-Brom^2^clohexyl-viny1H-niethyM-m^ 

46) 4- Ethyt- 1- methansulf ony)oxy-6- pent- l-cnyl-2-pyridoTi 

47) 1«Melhansulfonyloxy^raethyl4-(2-me^^ 

48) 6-CydooctyUdenmethyM-methan^ 

49) 6-<^opeatytidennwthyl^methyM^toluo^ 

50) 642-{5-Brom-thiophen-2-yl)-vinyl>3-raethai^ 

51) 6{2-(5-Brom-thiophen-2-yl)-v^ 

52) 1-Ethansulfonyloxy-6^2-methyl^pheny^ 

53) 6^4-Cydoh«yloxy-styTylH<l.W 

54) 6-(^.Cyclop^opyloxy•»tyryO-^melhaIlKuUo^yloxy-4-methyl-2-py^idon• 

55) 6-(2-Benzofufan*2-yl-vinylM-tne^^^^ 

56) 6-[2^5-Brom-xluophen-2-yl)-vinyl>4-meihyl- l^3-iriHuormethyl-bemzolsu]Fonyloxy)-2>pyridon 

57) 4-Methyl-6{2^5-methy)-furan-2-yl>vinyl>K^ 

58) 4-Methyl'H 4 " nitr °- s WD* 1 -octansutfonylo>tf -2-pyridon 

59) 1 -HexadecannJfonyioxy^-mcihyW-(4-nitro-styryl)-2-pyridon 

60) )-Methansulfonyloxy-4.methyl-6-(4-nitro-«yryl>-2-pyridon 

61) 6^2,2-Di-thiophea-2-yi-vinyl)-l«roeth^ 

62) S-Qran-e^A^diroethoxy-styryl^niethyl-l -trifluorraethansulfonylcxy «2-pyridon 

63) 6-(2*Benzofaran-2^vinyl>+methy^ 

64) 6-(2-Benzofuian-2-y)-vin:fl^brom-l-metha 

65) 3>Bis-isopropylraercaptomethyM-meth^^ 

66) i<4.Methoxy-ben*obutfonyioxy)^meth^ 

67) 6-{3£-Dichlor-2/*^truTiethoxy-»^ 
don 

66) (3'Brora-2,4,6-trinieiboxy-styryl)-l -methansulf onyloxy-^methyl-2-pyridon 

69) 6^2-Fen-oce*yl-vmyl)^rofethy^^^ 

70) 6{2^5-Methyl-furan-2-yI)-v^^ 

71) 6^4-terL-Butyl-8TyrylH^^)^™tt>J^ 

72) 3^Dmit«>^4-terL-butyHtyi^^ 

73) l.Ber»olsuMonyloxy-3-brom-6K4-buio^ 

74) 1^4-Brom-beiuolsuIfonyloxy>^me^^ 

75) 6-p-GhlorH5-phenyl-buu-l 3-dienylH -i$opropansulfonyloxy-4-Tnethy!-2-pyridon 

76) l-Benzolsulfonyloxy+metbyl^[2^^^ 

77) 6^iail-Dihyd«>-d)ben2o[aj]cyeM 
don 

78) l-Benrolsulfonyloxy^-methyl-6-(4^tyryl-styryl>2-pyridon 

79) 1 -Mothansulfonyloxy^meihyi-6-(2<l]naphthyl-vinyI>2-pyridon 

80) 1 •Methan$uIfoByloxy^meihyl-6-(4-phenyI-bua-l3-diefiyl)-2-pyridon 

81) 6-(4-Dimethylaniino«styrylM-methanw^ 

82) 1 -Meihansulfony Joxy-6-(4.methoxy-etyryl>4*methy W-pyridon 

83) 1 -(4-Chtor-benzoJsulfonyloxy)^-(4^ 

84) 1 -(40ilor-benzoisulf ony\oxy)4^ch\oT-styTy\)+mcrhfh2-?yridQn 

85) 1 -Bthansulfonyloxy-6^4-methoxy-styryI>4-methyl-2-pyTidon 

86) 3-Brom-l-methamulfonytoicy-6-{4-m^ 

87) 1 -lsopropansulfonyloxy^4-metho)^-styTy^4-raethyl-2-pyr!don 

88) 1 -Butansulfonykixy^4-methoxy-$iyTylH-methy^2-pyndon 

89) 6-(4^Methoxy-styryl)^methyl-l-trifluonn 

90) 6^4'Methoxy-styryl>HUW;tf-hexafl^ 

91) 6^4-Meihoxy-styryl>^meihyI-l-ben2olsulfonyloxy-2-pyridon 

92) H4'nuoi*benzol$ulfonyloxy)^4-metlH^ 

93) 644-Methoxy-$tyiyI)-H4^trinuor-btmrohulfonyloxy)^methy}-2-pyrklon 

94) 1 -Ben20lsijlfonyloxy-6-(4*meiboxy-$tyryl)^methyl-2-pyridon 

95) 6^4-OTor-styryl)-l-ethansuIfonyioxy^methyU-methyI-2-pyridon 

96) 3-Brora^<4-chlor-5^l)*t-methaiisulfonytexy^methyl-2-pyfidon 

97) 6-(4-CWor-scyryl)-t-isopropansulfonyloxy-4-niethyl-2-pyridon 

98) l-Butaiwulfonyloxy-6^4-chkir-sty^ 
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99) 6-(4-Chlor-$tyryl}-4-methyl- 1 -trifwormethansulfonytoxy«2-pyridon 

100) 6^4-CHlor-styryl)-l -{1 J^333-hexilIuorpropansu)fonytexy)-4-methyl-2-pyridon 

101) l-Bcn2olsulfonyi(^^4<hlor^iyryl>4-meihy)-2-pyridon 

102) 6«(4.Chlor-styryl)-l •(4-ftuor-bcn2oUulfonybxy)-4-methyl-2-pyridoo 

5 103) 6^4<:hlor-styryiH*n>ethyM^4-^ 104) l-Benzolsulfonyloxy-- 

6-{4-chloi^sryryJ)-4-meihyl-2-pyridoa 1 05) 1<4-Bis-{4-TOCthyl-2-oxo-6-styry))*2H-pyridin-l -y)oxysulfonyl)-butan 

106) 13-Bis^$^4-raetKoxy-styiyi)^meU^I-2KJXo-2H-pyridm- l-ytaxysulfonyl]* benzol 

107) 13-Bi$^brom-6^4<hlor^ryry0^me^ 

1 08) 1 3-Bis-[6-(4-nuor-styry]H-methy l-2-ojco-2H-pyridin- 1 -yloxysulf onyl>naph thalin 
io 109) 2«Oior^bis44.methyl^4-methyl^ 

Anwendungsbeispiel 1 

Dieses Beispiel demonstriert die Eignung der erfmdungsgemaBen Verbindungen ah Saurebildner in einer 
is positiv arbeitenden Kopierschicht fur Flachdruckplatten, 

Eine Aluminiumplatte mil einer mechaTUSCh aufgerauhten und vorbehandelten Oberflache wurde mil einer 
Losungvon 

6,50 Gt eines Kresol-Formaldehyd-Novolaks (Schmelzbereich 105 bis 120°Cnach DIN S3 m\ 
to 220 Gt eines Acetals aus Piperonal und Phenoxy ethanoL 

0,33 Gt 6<4-Chlor-nyryI)-l-methansulfonyloKy-4-raethyl-2-pyridon und 

0.05 Gt KristaUviolett-Bast in 

30,0 Gt Ethylcnglykol-monomethylether, 

52,0 GtTetrahydrofuran und 
25 1 0,0 Gt Butylaceut 

so beschichteu daB die Schichtdicke naeh dem Trocknen etwa 2 um beirug. Die beschichtete Platte wurde durch 
eine Vorlage, die nebcn Strich- und Rastermotiven einen Halbtonstufenkeil mit 13 Stufen der optischen Dicbte 
von je 0,15 enthielt umer einer 5-kW-Metallhalogenid-Lampe im Abstand von 1 10 cm 20 Sekunden belichtet 
30 und nach einer Wartezeit von 15 Minuten mit einem Entwickier nachstehender Zusammensetzung 1 Minute 
entwicketi: 

5,5 Gt Natriummettsilikat >c 9 H;0, 
3,4 Gt TrinaTriumphospiiat x 12HjO, 

39 0,4 Gt Natriumdthydrogenphosphat (wasserfrei) und 
90.7 Gt entionisiertes Wasser. 

Es wurde etn originaigetreues positives Abbild der Vorlage erhalten, in dem auch kleinste Details exakt 
wiedergegeben waren. Die so erhaltene Druckform wurde m erne Bogenofrseimaschine eingespannt und ergab 

40 mehrals65 000Druckeao3gezeichneterQualiUt 

Anwendungsbeispiel 2 

Dieses Beispiel demonstriert die Verweadbarkeit der erfindungsgemaOen Verbindungen als Saurebildner fQr 
45 negativ arbeitende Photolacke in der Mikroelektronik, 
Es wurde eine BescbichtungslOsung hergestellt aus 

8,0 Gt des in Anwendungsbeispiel 1 genannten Kraol-Formaldchyd-Novotaks 
2,0 Gt Hexamethoxymethylmeiamin und 
50 0,4 Gt 6-(2^-Dipbenyl-vinyiy- 1 -methansulf onyloxy4-me tbyl-2-pyridon in 
56 Gt Propylenglykol-monomethylether-acecaL 

, Die Losung wurde durch ein Filler mit einem Porendurchmesser von 02 um fiUriert und auf einen mit einem 
Haftverminler (Hexamethyldisitozan) behandelten Wafer beJ 3500 Umdrehungen aufgeschleudert Nach 1 Mi- 
55 nute Trocknen bei 100° C auf der hot plate wurde eine Schichtdicke von 1,05 um erhalten. 

Das Aufzeichnungsraaterial wurde bDdraaBig unter einer Vorlage, die Strukturen bis herab zu 0,2 um enthielt, 
mit der Strahlung einer Xenon-QuecksUberdarapflampe (Filter mit Transmission von 360 bis 370 nm) mit einer 
Energie von 80 mj/cm 2 belichteL Der bencfatete Wafer wurde anschlieflend 1 Minute bei 100°C nacherwarmt 
Die Entwicklung erfolgte mit einem wtflrigen EntwicWer, der 2,38% Tetramethylammoniumhydroxid enthieh. 
go Nach einer Entwicklungsdauer von 120 s erhieh man ein fehlerfreies AbbiJd der Maske mit steilen Resistflan- 
ketu wobei Strukturen bis herab zu 0,45 um detailgetreu aufgeidst waren. Eine Untersuchung der Flanken der 
Resistproftle mit Rasterelektronenmikroskopie belegte, daB diese praktisch senkrecht zur Substratoberflache 
ausgerichtet waren und keinen Unterschnitt zeigtcn. 

65 Anwendungsbeispiel 3 

Dieses Beispiel demonstriert die Verwendbarkeit der erfmdungsgemftBen Verbindungen als UV2-empfindK- 
che Saurebildner fQr positiv arbeitende Photolacke in dor Mikroelektronilc 
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Es wurde erne Beschichtungsldsung hergestellt aus 

8.0 Gt ernes Homopolymeren aus 3-Meth^riydrorystyroi mit einem mittleren Molekulargewicht von 22 000. 
2,0 Gtdes in Anwendungsbeispiel 1 beschriebenen Acetals und 

0,4 Gt4-Meihyl^ttyTyl-l-lrichlormethftnsulfonyloxy-2-pyr»don in 5 
42 Gt Propylenglykol-monomethylether-acetat 

Die Losung wurde durch ein Filter mit einem Porendurchmesser von 0,2 urn fiUricrt und auf einen mit emem 
Hafrvertniulcr (Hexamethylsilazan) behandelten Wafer bci 3200 Umdrehungen aufgeschleudert. Nach 1 Minute 
Trockncnbei 100'Cauf der hot plate wurde eine Schichtdicke von 1,02 urn erhal ten. 

Das Aufeeichnungsmaterial wurde bildmaOig unter einer Vorlage mit der Strahlung einer Xenon-Quecksil- io 
berdampflampe (Filter mit Transmission von 240 bis 260 nm) mit einer Energie von 80 mj/cm 2 belichiei und vor 
der Bntwicklung 1 Minute auf der hot plate auf 95* C erwarmt. 

Entwickelt wurde das Aufzeichnungsmaterial mit einem waflrig alkalischen Entwickler, der 238 Gew,-°/o 
Tetramethylammomurohydroxid enthielt. 

Nach einer Enrwicklungsdauer von 90 s erhielt man ein fehlerfreies Abbttd der Maske, wobei auch Strukturen J5 
<0,4 jim detailgetreu aufgelost waren. Eine Untersuchung der Planken der Resistprofile roil Rasterelektronen- 
mikroskopie ergab auch hier, daB diese praktisch senkrecht zur Substracoberflachc ausgerichtet waren und bis 
2u dieser Auflosung kein Deckschichteff ekt beobachtet wurde. 

Anwendungsbeispiel 4 20 

Dieses Beispiel demonstriert die Verwendbarkeit der erfindungsgemSBen Verbindungen als Kchtempfindriche 
Photoinrtiatoren f Or radikalisch polymerisierbare Photoiacke fur gedmckte Schaltungen, 
Eine Beschichtungsldsung aus 

25 

25,0 Gt eines Mischpolymerisats aus 30 Gt Methacrylsaure, 60 Gt n-Hexyl-methacryiat und 1 0 G 1 Styroi. 

163 Gt eines Umseizungsprodukts aus 1 mol 2,2,4-Trimethylhexamethtfen^iisocyanat und 2 mol Hydroxyme- 

thyl-methacrylat, 

1,5 GtTriethylengiykoidimeihacrylat, 

a? Gt H4-Brom-ben2okulfoTtf loxyH-me^ und 30 

0.1 Gt Z4-Dinitro-6-chlor«2'-aoeiy!^ in 
60 Gt Methylethylketon 

wurde auf eine Polyethylenterephihalatfolie zu einem Trockenschichtgewicht von 25 g/m* aufgetragen. Dieses 
Zweisduchtensystem wurde in einem handelsilblichen Laminator bei 120 fl C auf einen Tragcr aus IsoUerstoffma- 35 
terial, der eine 35 um dicke Kupferschioht trug, laminiert Das Material wurde 60 Sekundeo durch erne Vorlage, 
die neben Strich- und Rastermotiven einen Halbtonstufcnkeil enthielt, wobei die in Anwendungsbeispiel 1 
besehriebene Uchtquelle eingesetzt wurde. Das beiichtete Material wurde mit einer 0,8%igen Natriumcarbo- 
natlosung entwickelt Es wurde ein Negativ des Strich- und Rastcrmotivs erhalien. Die Stufen \ bis 6 des 
Halbtonstulenkeils blieben als erhabenes Relief stehen. die Stufe 7 war sichtbar angegriffen. Das freigelegie 40 
Kupfer wurde mit einer Eisen-lU-chlorid-Ldsung geatzt. wobei die Resistschicht nicht merklich angegriffen 
wurde. 
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worm 

R» einen AlkyK CydoalkyK Aryl-. Aralkenyl-, Heteroaryl- oder Heteroaralkehylrest, 
R l Wasserstoff, Chlor. Brora einen AlkyK Cycloalkyl-, AryJ- oder Heteroarylrest oder 
R 1 und R* gemeinsam einen fOnf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 
R* Wasserstoff oder einen Alkylrest, 

R« Wasserstoff, Halogen, Nitro, Acylamino. Cyan. Thiocyanato, einen Alky!-, Alkenyk AlkmyK Aryl-, 65 

Aralkyl-, AlkyJtbio-, Arylthio- oder CyeloalkylthioTest 

R* Wasserstoff, einen Alkyl- oder Arylrest oder 

R 4 und R 5 zusammen einen fttnf- bis achtgliedrigen Ringausbilden, 
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R 6 WasscrstoFF. Halogen, Nitro, Acyiatnmo,CyaruThiocyanato, einen Alkyh Alkenyl-. Alkoxyalkyl-. AryK 
Aralkyk Alkylthio-, Cycloalkylthio- oder Arylthiorest 

R 7 einen AJkyk Cycloalkyl per- oder hochfhiorierten Alkylrest odcr einen ATyK Arytalkyi- oder Heteroa- 

rylrest oder einen Alkylen- oder Arylenrest. 

m die Znhl 1 oder 2 und 

n einc gauze ZahJ von 1 bis 3 

bedeuten. 

2. l-Sulfonyloxy-2-pyridone gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnct daB R l cin Alkyl- oder Cycloalkyl- 
rest oder ein Arylrest der allgemeinen Formcl II 

R' 5 R' 4 

R,i— v3^ (cr,=cr,) ~ (D) 

R» R" 
ist, worin 

R a und R* gleich oder verschieden sind und WasserstoFF. eirie niedeTe Alkyl- oder Arylgruppe darsiellen, 
R 10 bis R 14 gleieh oder verschieden sind und WasscruorF. einen Alkyl-, Alkenyl-, Alkoxy-, Alkylthio-. 
Alkansulfonylrest mit jeweils bis zu 6 Kohlenscoffatomen, einen Cycloalkyioxy-. Cydoalkylthio-, Cycloalk- 
ansulfonylrest mit bis zn 8 Kohlenstoffatomen, gegebenenfails am aromatischen Ring substituierten 
Phenyl-, Styryl-, Phenoxy-, Phenytthio-, BenzolsulFonyK Phenylalkoxy-, Phenyialkylthio-. Phenylalkansulfo- 
nyirest mit bis zu 3 ICohlenstoffatomen in der Alkylkeuc, Hydroxy, Halogen, Trifluoromethyl, Nitro, Cyan, 
AlkoxycarbonyU Carbamoyl, das gcgobenenfalls am Stickstoff durch einen oder zwet Alkylres^e), die 
gegebenenfails zu einem 5* bis 7gliedrigcn Ring verbunden sind, substituien ist Sulfamoyl das gegebenen- 
falls am Stickstoff durch ein oder zwei Alkyirest(e), die gegebenenfails zu emem 5- bis 7gliedrigen Ring 
verbunden sind, substituien ist, Alkansulfonyloxy, Arylsulfonyloxy, Acylamino, Alkylamino oder Arylamino 
bedeuten, oder mi der Substitueoten R 10 bis R 14 , die einander benachbart sind. einen oder zwei weitere 
ankondensierte Ring(e) bilden, und 
o far die Zahl 0 oder 1 stent 

3. i-Sulfonyioxy-2-pyridone geraafl den Ansprtchen 1 oder Z dadurch gekennzeichnet daB R* ein 5- 
6gliedriger Heterocyclus mit bis zu drei Heteroatomen der allgemeinen Formel [II 




ist 

4.1-SulFonyloxy-2-pyridonegemaBden Ansprfichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet da0 in der all gemeinen 
Formel I 

R 1 ein Ferrocenylrest und 

R* Wassemof f , Chlor. Brom, AJkyK Cycloalkyl oder ein Rest der allgemeinen Formeln II oder III ist oder 
R 1 und R 2 gemeinsam einen fun/- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 
R 3 Wasserstoff oder ein Alkylrest 

R 4 Wasserstoff, Halogen, Nitro, Acylamino, QraaThiocyanato, ein AlkyK Aryk Alkylthio-, Arylthio- oder 
Cycloalkylthiorest 

R 5 Wasserstoff, ein Alkyl- oder Arylrest ist oder 

R 4 und R 5 gemeinsam einen flinf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 

R 4 Wasserstoff, Halogea Nitro. Acylamino. Cyan, Thiocyanato, ein Alkyl-, AryK Alkylthio-. Arylthio- oder 
Cycloalkylthiorest 

R 7 ein Alkyl-, Cycloalkyl-, per- oder hochfluorierten Alkylrest oder ein Aryk Arylalkyk Aryl- oder Hete- 

roarylrest oder ein Alkylen- oder Arylenrest ist und 

m fQr die Zahl 1 oder 2 und 

n far euie ganze Zahl von 1 bfs 3 stent 

5. l-Sulfonyloxy-2-pyridone gemafl Anspruch i, dadurch gekennzeichnet dafc* R 7 ein Alkylrest mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen, ein hoch- oder perfluorierter Alkylrest mit t bis 4 ICohlenstoff atoroen oder ein Arylrest 
der allgemeinen Formel IV 
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R u R» 




ist. worm R ,J bis R 19 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff- Oder Halogenatome, die vorzugsweise 
Fluor, Chlor oder Brom sind, Alkylresie mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, die unsubstituiert oder durch 
Halogenatome, vorzugsweise Chlor oder Brom, Aryl- oder Aryloxyreste, substituiert sind und in denen 
einzelne Methylengruppen durch Sauerstoff- oder Schwefelatome ersetzt sein kfinnen und wobei jcweils 
zwei dieser Reste unter Ausbildung eines 5- oder 6gliedrigen Rings verknilpft setn kimnen, Cydoalkylreste 
mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Alkenylreste mh bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Aryl- oder Aryloxyreste rait 
bis zu 10 Kohlensioffaiomen bedeuten und die Gesamtzahl der Kohlenstoffatome der Reste R 15 bis R 19 
maximal l2beiragL 

6. l.Sutfonyioxy-2-pyridone gemafl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl R 7 ein Naphthyl- oder Hete- 
roaryirest mit bis zu 10 ICohlenstoffatomen, ein Alkylenrest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder ein Arylen- 
oder Heteroarylenrest mit bis zu 14 ICohlenstoffatomen isL 

7. l-Sulfonyloxy-2-pyridonegeroiB Anspruch I. dtdurch gekennzeichnet. daB 
R*. R 3 , R< und R 5 ein Wasserstoff atom. 

R 5 eine Methylgruppe, 

R 7 einen Methyl-, EthyK Trifluormethyi-, 1.1.2^3.3-Hexanuorpropyk Phenyl-. Tolyk 4-FluorphenyK 
4-Chlorphenyl-. 4-Bromphcnyl oder*-NUrophenylrest und 
m undn jeweils die Zah) 1 
bedeuten. 

8. Verfahren zur Herstellung von 1 -Sulfonyloxy-2-pyridoneh gemaB einem oder mehreren der Anspriiche 1 
bis J, dadurch gekennzeichnet daft man 

a) ein 6-Halogenomelhy1-2-pyron in eine Phosphoniam- oder Phosphonoverbmdung uberf tthn. 

b) diese einer Winig Reaktion oder deren Varianten unterwirf t, 

c) die erhaltene Verbindung in ein 1 -Hydroxy-2-pyridon umgewandeh und 

d) mit einem SuUonsaurehalogenid zu einem 1 -SulfonyJoxy-2-pyridon der allgememen Formel 1 umge- 
setzL 

9. Verfahren gemfiB Anspruch a, dadurch gekennzeichnet, daB das Sulronsaurehalogenid ein Sulfonsaure- 
chlorid ist. 

10. Verfahren gero*B den AnsprQchen 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet. daB die Umsctsung mit dcm 
SulfonsaurehaJogenid in Gegenwart einer organischen Base durchgefflhrt wind 

11. Verfahren gemiB einem oder mehreren der AnsprUche 8 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daB die 
Umsetzung mit dcm Sulfonsaurehalogemd in einem organischen Losemittel bei Temperaturen zwisehen 0 
und 20° C durchgef Qhrt wird 

12. Verwendung der l-Sulfonyloxy-2-pyridone gemafi einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7 zur 
He rsiellung 6 trahlungsempfinalicher C emische und Aufzeichnungsmaterialien. 
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